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В статье приведены результаты экспериментов по нанесению металлических 

покрытий с помощью магнетрона с горячим катодом. 
 
Metal thin film sdeposition using magnetron deposition system with hot cathode. 

L.L.Kolesnik, P.O.Predtechensky, T.S.Zhuleva. Results of metal thin films deposition using 
magnetron deposition system with hot cathodes are given. 

 
В 2016 году в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. 

Баумана были проведены работы по модернизации лабораторной установки. Модернизация 
позволила отработать на установке процесс магнетронного метода нанесения тонкопленочных 
покрытий.  

Процесс модернизации заключался в монтаже газовой и магнетронной систем, что 
обеспечило технологическую базу для отработки процессов нанесения тонкопленочных 
покрытий. 

Для установки магнетрона был спроектирован и изготовлен специальный фланец. С 
помощью системы охлажденияк магнетрону постоянно подводится охлажденная вода по 
замкнутому контуру. Это предотвращает перегрев устройства и его размагничивание. Однако 
система охлаждения реализована таким образом, чтобы охлаждались только магниты. Сама же 
мишень не охлаждается, и в процессе работы разогревается до температуры около 900 оС. 

На рис. 1 показан внешний вид установки после завершения модернизации. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид установки после проведения модернизации. 
 

После проведения установочных работ была проведена серия пробных нанесений 
пленок. В качестве материала мишени использовались титани медь, а в качестве материала 
подложки использовалась корундовая керамика с нанесенной пленкой синтетического опала. 
Результаты визуального осмотра показали, что на подложках удается получать сплошные и 
островковые покрытия. 

Образцы покрытий были получены при следующих режимах: 
• Подача аргона – 30 sccm; 
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